




One Step Replica by evaporating of some metals 
011 to the specimens in vacuum 
Kiichiro SAKAOKU. Akiτa KITANO 
In an attempt to ob弓erbethe surfacl~s being op乱queto the electHJll beam by the tran月mu山10ntype electrol1 
microscopeフ we have now used 目。 called"replica methud" that is， the specimens to be ub月じrbed under the 
electron mlcro日copeare the thin films replicated from the elevation円。fthe thick objじctsto be examined. 
1'0 the replica月 manyconJi tion" should be月athfiedbut above al， the faithfulness of rel】!icas，the sil1l1】Ii-
city of method and the reductiol1 of time to make replicas are nece'，月ary.
もNetried a new rcplica method which wer己 seemedto have the月econdition". In our method， Aluminium 
film (SiO:? or Ni etc) evaporating Jirectly 01 to the白pecimen月 invacllum is strippeJ out by "ome propef 





即ち酸化問膜法l士試料面物質が Al の場合にP-J同fにJ~ 1. 引誠治;mられるが，不誘鋼にえすしーとl土比較的J追い枯~~が得
られ，純鉄と共に技巧を必要とする共の他の物質に培、して l札、さ L かH~難。ある。
一段 replica法は Mahlに依るザ、ポ-:/'7ツクを試料面に流し，乾燥後剥離して試制aとする方法であるが，膜の厚み}こ
依って像の様子が変ったり，深いエッチングに対しては剥離が同難で;弘る O 二段 replica訟は現ι広〈利用されている
が，一度転写面を取るt~試耕作成時間が永くか L る o
我々は G.Ha巧丹の一段 replica法 W.Kaye及び R.C. Williams ancl R. C. Bucl凶日の方法に青白し忠実度は良く，




燕j許後ntU lJii~l:'樹脂紬で絶縁 L. i手f本金属をl場槻と LAl板や|断面と Li1!1iイ消費アン'モン(確酸アン'モYrこても可!戊りの保
守得)1. 5--2.5%水昨夜中 (P.H. 約5.5) 信:圧 15--25V で 30--60 秒燕1~( Alや蒸着方向から笥:解酸化し，電解隈化
後乾燥し終らね中にi車道;後間電化された AIの泊脱にアシゼンカミソリの刃で約 3mm角の碁盤のt!を入れ， :þlï，~階約1. 5
mol r:þでNÞ-かに振れば約 1 分に Lて容品に剥離される。これ;う~i左前IJKで忠弘、試料支持台に移して試料とする。写真 1 ，士
此の方訟にて眠った真fMt:棒の!尚剖!表同で九九 υ 此のちが~'1: !<'，g. 1に示す桜に3;岨りの場合が考へられる。




Fig. 1 (B)は蒸着 AIの厚さが適当で，蒸 Fig. 1 
!芋 真 (l) 









写 宜 (3) 




写 真 (4) 
試 来'. Stain le ~;s steel (Cr 17~19% ， Nia~ll%) 





清!回全体の AI がm解酸化きれる場iTに~;!!ナd-~， u





銅板上に Mgの煙を着けた酸イ七 Mgを，此の蒸着 Al電解酸化法で試糾作成したものが写真2す再る。
蒸着 AI電解酸化法を鉄及び鉄合金に適用するにはたとひR.D. Heidenreich anc¥ 1，. Sturkey等が行った不動態を
作らぬとL、ふエッチングを注意深く行った場合に於ても， Fig. 2 に示す様に電解酸化が~t剥こ進まなかったり，進行中
に皮膜が~J離したり，或は試制面から残j宰を拾ったりして良い像が得ーがたL 、場合が多い。
容3諜昔 SiOz 法







がある。濃度が小なる場合には Si02膜l主役される心配はないが，~J離時間が非常に長〈掛る o 濃度がノ-]'，'C車IJ宮I時聞を
短縮するために行った方法は，撞酸或は硝酸約 0.0111101溶液中で Si02を蒸還せる試料面を陽極とL.陰極には Niを










-/1.-溶液(臭素 2~3mol ，メタノ戸/1.- 100mol)中で振れば容易に剥離され之を数回メタノ-/1.-で洗ひ試料とする。或
は酸化後 Evan~ の電解方法即ち U 字管内に飽平日埠化カリ水浴械を入h，試糾聞を陽極. Niを陰極と Lて容易に電解
剥離される。之を水洗L試料とする方法である。写真;(;J)は此の方法に依り撮ったグロ F ム鋼の腐蝕面である。剥離の際
臭素メタノ-/1.-を丹]ふると像が平面的な印象を与へるに反して電解剥離に依る膜l士重厚なる立体観をう-へる。蒸着に際




困難があり技巧を要する場合が多い。 ~:;t処で問題を引さ起し易い諸国子を取除き技巧の労を省く方法と Lて 2 植の金属
を別々に蒸着L，ーを剥離回，他を討*'附とする方法を取った。此の剥離層とLて考へられる金属は. ~ 2で述べた様
に試料面が銅の場合には燕j昔Al電解酸化一段レプりカ訟は非常にf品、結果を得た所から，銅を試料I:Hこ極くうすく先
づ蒸若し次に Alを適当な厚きで蒸着する。 Fig.3 ~こ示 L た此の銅 /¥. 一~\ A市町m~)嵐官駒内叫!I:
-Alの2層を形成する蒸芦育英国を悼のブ'NP-'Ci司王解駿イもすれば容易に 手両手現加と¥/J'//手伝グ l汚初方アヰラ列J刈Fんウシシグ 錦両ご〈河田
剥離される。此の方法は ~2 の万法を鉄及び銑合金に適用するよりは "江'布効r





考究する必要がある。 ~ 4 の蒸着 Ni 酸化皮!民法は酸化の程度が重要な因子lこ入るため技巧を必要とする。~ 5 の~g離
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On the Functions with Bounded Real or Imaginary Parts. 
by Yasuharu SASAKI. 
Faculty of Engineering， Fukl1i University. 
Abstract. 
In this paper we consider the class IS of the functions of the form 
(A) F(z)=:Ea1;z1; (内ニ1)
ν=1 
regular and univalent in the unite circle such that 
(13) I R(J.号、(z)JI <M or I I(尺z)J1 <M. 
fn 3 1 and 2 we will treat with the coe伍cientproblem and some inequalities which hold 
true for R(F(z)J. l(F(z)) and for I F(z) I of the class e. ln S 3 and 4， applying the 
transformation used in告1and 2， we wil1 add some properties of the mapped region of I zI 
く 1by the fl1nction of the class ~， and in the last section we will find the radius of univ-
alency for the fu即 tionswhich are rcgnlar il I zIく 1alld have the properties (A) and (B). 
s ，.
Let 
(1.1) F(z) = :E aνz'" (al=l) 
be a function reg111ar and univalcnt in I zIく 1. If F(z) is bounded in I zIく 1， t'， e， 
I F(z) I <1If (1 z卜てプ1)，
then we have， by G. Pick， 
